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В роботі стверджується, що поверхневе зміцнення конструкційного матеріалу деталей машин фізич-
ним впливом на оброблювану поверхню концентрованими потоками енергії є найбільш універсальним і
ефективним способом досягнення максимальних функціональних і експлуатаційних показників. Розгля-
даються технології поверхневої обробки, що базуються на використанні енергетичного потоку газомета-
левої плазми, який генерується аномальним тліючим розрядом із замкненим дрейфом електронів. Газоме-
талева плазма використовується для модифікації поверхневого робочого шару металу, а також для нане-
сення наноструктурного функціонального покриття. Для генерації газометалевої плазми в роботі викорис-
товується планарна магнетронна розпилювальна система незбалансованого типу, що працює в режимі
частотної модуляції струму магнетронного розряду.

Метою роботи є розробка плазмового технологічного пристрою з потужнострумовим імпульсним
магнетронним розрядом (ПІМР) для генерації енергетичного потоку газометалевої плазми. Плазмовий
технологічний пристрій призначено для комплексної зміцнюючої обробки робочих поверхонь пар тертя.
Зміцнення досягається поверхневою модифікацією конструкційного матеріалу високо інтенсивним низь-
коенергетичним іонним азотуванням з подальшим нанесенням наноструктурного функціонального пок-
риття. Експериментально підтверджено, що ПІМР придатний до генерації потоку енергетичної газомета-
левої плазми, що забезпечує якісне зміцнення поверхні конструкційного матеріалу. Плазмовий технологі-
чний пристрій призначено для виконання всіх технологічних переходів іонно-плазмової обробки в єдино-
му вакуумному циклі.

В роботі досліджено просторові характеристики потоку газометалевої плазми. Показано, що розроб-
лений плазмовий пристрій ефективний для локальної обробки робочих поверхонь пар тертя трубчастого
типу. Досліджено локальні параметри плазми ПІМР в області оброблюваної поверхні. Отримано зразки з
комбінованим зміцненням, що включає попереднє плазмово-пучкове азотування і фінішне нанесення
функціонального наноструктурного покриття. Показано, що обробка поверхні в режимі ПІМР забезпечує
отримання робочих характеристик, що перевищують функціональні і експлуатаційні характеристики, які
отримуються при роботі технологічного плазмового пристрою в режимі стаціонарного магнетронного
розряду.
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